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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　試料室を包囲する定圧チャンバと、前記試料室内を一定の真空圧力にする真空ポンプと
、前記定圧チャンバに設けたこの内部の圧力を前記試料室内の真空圧力が一定に維持され
るように調整する圧力制御手段と、前記試料室を載置すると共に定圧チャンバに包囲され
た定盤と、前記定盤を支持し、且つ定圧チャンバより大気中に延びるマウントとを備え、
マウント端部と定圧チャンバとの間に弾性の連結機構を設け、この連結機構を介して前記
マウント端部と定圧チャンバとを接続し、前記連結機構内を気密に保持していることを特
徴とする定圧チャンバ及びそれを用いた照射装置。
【請求項２】
　請求項１において、前記定盤と前記マウントとの間に、前記マウントにかかる圧力を受
ける受圧媒体として機械的弾性体を設けることを特徴とする定圧チャンバ及びそれを用い
た照射装置。
【請求項３】
請求項１において、前記定盤とマウントとの間に固定部と可動部とを有するリニアモータ
を設けることを特徴とする定圧チャンバ及びそれを用いた照射装置。
【請求項４】
　請求項１において、前記カラム、或いは投影光学系、或いは反射光学系の排気経路を弾
性の連結機構を介して連結していることを特徴とする定圧チャンバ及びそれを用いた照射
装置。
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【請求項５】
　試料室を包囲する定圧チャンバと、前記試料室内を一定の真空圧力にする真空ポンプと
、前記定圧チャンバに設けたこの内部の圧力を前記試料室内の真空圧力が一定に維持され
るように調整する圧力制御手段とを備え、前記試料室に支持され、かつ定圧チャンバの外
側に光学系部品及びカラムを配置し、前記カラム及び光学系部品と定圧チャンバとの間を
弾性の連結機構で接続し、この連結機構の内側を気密に保持していることを特徴とする定
圧チャンバ及びそれを用いた照射装置。
【請求項６】
　試料室を包囲する定圧チャンバと、前記試料室内を一定の真空圧力にする真空ポンプと
、前記定圧チャンバに設けたこの内部の圧力を前記試料室内の真空圧力が一定に維持され
るように調整する圧力制御手段とを備え、大気雰囲気中に配置されるレーザ光学部品を前
記試料室により支持部材を支持し、この支持部材を包囲すると共に、前記試料室と定圧チ
ャンバとの間に弾性の連結機構を設け、定圧チャンバ内を気密に維持することを特徴とす
る定圧チャンバ及びそれを用いた照射装置。
【請求項７】
　試料室を包囲する定圧チャンバと、前記試料室内を一定の真空圧力にする真空ポンプと
、前記定圧チャンバに設けたこの内部の圧力を前記試料室内の真空圧力が一定に維持され
るように調整する圧力制御手段とを備え、前記定圧チャンバと前記試料室との間を弾性の
連結機構で連結し、この連結機構内に定圧チャンバと前記試料室との間を連通する試料搬
送経路及び試料室排気経路であることを特徴とする定圧チャンバ及びそれを用いた照射装
置。
【請求項８】
　試料室を包囲する定圧チャンバと、前記試料室内を一定の真空圧力にする真空ポンプと
、前記定圧チャンバに設けたこの内部の圧力を前記試料室内の真空圧力が一定に維持され
るように調整する圧力制御手段とを備え、前記試料室と予備室との間を弾性の連結機構に
より連通し、この連通穴が試料搬送経路及び試料室排気経路であることを特徴とする定圧
チャンバ及びそれを用いた照射装置。
【請求項９】
　試料室を包囲する定圧チャンバと、前記試料室内を一定の真空圧力にする真空ポンプと
、前記定圧チャンバに設けたこの内部の圧力を前記試料室内の真空圧力が一定に維持され
るように調整する圧力制御手段とを備え、前記試料に電子線を照射する装置を有するカラ
ム内を真空にする真空ポンプを定圧チャンバに支持し、カラムと真空ポンプとの間に低剛
性の連結機構を設けることを特徴とする定圧チャンバ及びそれを用いた照射装置。
【請求項１０】
　試料室を包囲する定圧チャンバと、前記試料室内を一定の真空圧力にする真空ポンプと
、前記定圧チャンバに設けたこの内部の圧力を前記試料室内の真空圧力が一定に維持され
るように調整する圧力制御手段とを備え、前記定圧チャンバ内の圧力によって内部の真空
圧力を一定に維持された試料室、又は前記定圧チャンバ内の圧力を大気圧以下の圧力に減
圧された圧力によって内部の真空圧力を一定に維持された試料室であって、前記試料室内
の試料に荷電粒子線、Ｘ線、及び縮小Ｘ線（ＥＵＶ）等を照射し、回路パターンの性能を
検査する装置であることを特徴とする回路パターンの検査装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、真空室、照射装置、又は回路パターンの検査装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
磁気ヘッドや半導体装置の回路パターン、半導体装置に回路パターンを形成するマスク、
レチクルなどの回路パターンを製造または検査する装置において、これら試料に荷電粒子
線、又は縮小Ｘ線（ＥＵＶ）を照射して回路パターンを製造または検査することが行われ
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ている。このとき、荷電粒子線、なかでも電子線は、真空中で使用されることが必須であ
る。
【０００３】
また、ステッパ及びスキャナと呼ばれる縮小投影露光装置の光源は回路パターンの微細化
に伴い、エキシマレーザより波長の短いＸ線、縮小Ｘ線の使用が検討されており、この縮
小Ｘ線も真空中，或いは低真空度雰囲気中での使用が必須である。
【０００４】
以下、一例として、電子線を用いて試料に回路パターンを描画する電子線描画装置につい
て説明する。
【０００５】
電子線描画装置は、超高真空の環境において電子線を発生し、走査することで半導体基盤
上、或いはステッパ等の露光装置に用いられるレチクルと呼ばれるガラス基盤上にＬＳＩ
パターンを形成する装置である。
【０００６】
図４に従来の電子線描画装置の構成を示す。
【０００７】
図４において、カラム１内で発せられた電子線は、試料室３内のステージ４に載置される
試料１０に照射される。試料位置はステージ４上のミラー２０をレーザ測長することで管
理される。レーザは大気中では、空気の揺らぎ及び気圧の変化に影響を受けやすい為、真
空中に干渉計２１を配置している。
【０００８】
また、試料位置はカラム１を基準として測定したい為、カラム１と比較的同期しやすい試
料室３の蓋３Ａ下面に取付けている。試料室３は定盤８上に載置され、定盤８は振動絶縁
の機能を有するマウント５により支持される。
【０００９】
更に、マウント５を保持する本体架台７は、床９に設置されたベース６上に配置される。
カラム１はカラム用真空ポンプ５０により真空排気され、内部の雰囲気を高真空（例えば
１０-4Ｐａ以下）に保たれている。また、試料室３は試料室用真空ポンプ４０により真空
排気され、内部の雰囲気を高真空（例えば１０-4Ｐａ台）に保っている。
【００１０】
次に、試料１０の搬送経路について説明する。
【００１１】
試料１０は試料室３と隣接する予備排気室３０内の搬送装置３１によって大気雰囲気であ
る外部から予備排気室３０内に搬送され、図示しない真空ポンプにより大気状態から真空
状態へ予備排気される。試料室３と同程度の真空度になった時にバルブ３２を開き、試料
１０をステージ４上に搬送する。描画後は逆の経路となり、予備排気室３０内で真空から
大気へと雰囲気を戻して、外部へと搬送する。
【００１２】
上記一連の動作により、試料室３が真空状態のまま試料の搬送が可能となり、スループッ
トの向上が計られている。また、描画中に搬送装置、及びバルブを動作させると、描画精
度の劣化に繋がる振動が発生してしまう。このため、試料室３と予備排気室３０に低剛性
（弾性）の連結部材である予備排気室用ベローズ３０Ａを介することで振動の絶縁を行い
、描画中の搬送動作を可能にしている。また、試料室排気用真空ポンプ４０の振動も同様
に描画精度に悪影響を及ぼす為、試料室３との間に試料室排気用ベローズ４０Ａを介して
いる。
【００１３】
一方，カラム排気用真空ポンプ５０はカラム排気用ベローズ５０Ａを介して、カラム１に
接続されており、定盤８に支持される架台５１によって保持されている。
【００１４】
電子線描画装置では、前述したように電子線のエネルギー損失を防ぐ為に、電子線の経路
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を高真空に保つ必要があるが、従来の装置構成では以下のような問題点が挙げられる。
（１）測長誤差の増加
近年の試料、特にウエハは、生産性を向上させる為に大口径化し、１枚当りのチップ取得
数を増加させている。この為、試料を移動させるステージのストロークも大きくする必要
があり、必然的に試料室も大型化する。これにより、真空負圧を受ける試料室の面積が増
加し、従来の装置構成では以下のような誤差要因が増徴される。
【００１５】
真空負圧により試料室３が変形し、それに伴い試料室３に取付けられている干渉計２１，
及び光学部品２３の位置が変化し，測長誤差を生じてしまう。図５は試料室３の変形によ
るレーザ光学系の変化を示しており、図６はカラム１を真空排気したときの真空負圧によ
る変形（倒れ）の様子を示しており、以下のような誤差が生じてしまう。
ｉ）干渉計の変位ΔＸによる測長誤差
干渉計２１がΔＸ変位すると、カラム基準の試料位置の情報にΔＸだけ誤差が加わる。
ii）カラムの変形ΔＹによる測長誤差
カラム２１がΔＹ変位すると、カラム基準の試料位置の情報にΔＹだけ誤差が加わる。
iii）干渉計の変位ΔＺによるアッベ誤差
干渉計２１がΔＺ変位した状態で、ステージのピッチングがθｐ生じた場合、下記のよう
な測長誤差を生ずる。
【００１６】
ΔＺ・ｓｉｎθｐ
iv）干渉計の回転Δθによるコサインエラー
干渉計２１がΔθ回転すると、下記のような測長誤差を生ずる。
【００１７】
Ｌ（１－ｃｏｓΔθ）　　　　　　　　Ｌ：測定長さ
上記の誤差を低減する方法として、試料室の剛性を高くする方法が上げられるが、試料室
の質量増加に伴うマウントへの負荷の増加は避けられない。
【００１８】
一方、予め誤差を測定して、制御に補正値を与えるなどの校正方法が考えられるが、大気
圧は時間と共に変化する為、一定の補正値では校正しきれず、リアルタイムの補正が必要
となり、装置のシステムが非常に複雑になる。
【００１９】
また，上記ｉ）、及びii）の誤差については、図７のように干渉計２１のリファレンス光
をカラム１に取付けられたリファレンスミラー２５に照射する構造にすることで、低減す
ることが可能であるが、光軸調整は煩雑になり、作業時間が増加する。
（２）マウント特性への影響
予備排気室３０、及び試料室排気用真空ポンプ４０と試料室３をベローズのような低剛性
の連結機構で接続すると真空負圧の影響により、試料室３に対して、見かけ上図８の矢印
で示すような、ベローズの面積に比例した圧力が加わる。従って予備排気室用ベローズ３
０Ａに起因する真空負圧と、試料室排気用ベローズ４０Ａに起因する真空負圧がマウント
５に作用する。
【００２０】
これらの負荷は、見かけ上、試料室３と予備排気室３０、試料室排気用ベローズ４０Ａと
の間に働く圧縮力と見なすことができる。試料の搬送精度を確保するには、搬送装置３１
とステージ４の相対位置を保持する必要がある為、これらの圧縮力に対して、試料室３を
支持するマウント５は打消すような力を発生しなければならない。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、これらの圧縮力を考慮してマウントを設計する場合、圧縮力による制御特性への
影響を把握することは困難である。本課題についての解決策として、実公平１－２８６６
９号公報、及び特開２００１－２１０５７６号公報がある。これらは、予備排気室と試料
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室を接続するベローズの近傍に、空気バネ等のキャンセル機構を取付け、予備排気室と試
料室に働く圧縮力を相殺する方法が開示されている。
【００２２】
これらの方法では、直接試料室に対して、キャンセル機構が発生する力が加わり、試料室
は歪んでしまう。その結果、試料室内に取付けられる干渉計とカラムに相対変位が生じ、
計測器の測長誤差が生ずる。大気圧が一定の場合については、測長誤差を校正可能である
が、前述したように大気圧が変動した場合は、リアルタイムの補正が必要となり、装置の
システムが複雑になるばかりか、また試料に描かれた回路パターンが不正確で試料の歩留
まりが悪い。
【００２３】
以上のような問題点は電子線描画装置に限られず、電子線を用いた荷電粒子線を真空中で
使用する検査装置、或いはＸ線、縮小Ｘ線を用いた露光装置、或いはＸ線、縮小Ｘ線を用
いた検査装置においても同様である。
【００２４】
本発明の目的は、計測器の測定誤差を是正し、パターンを形成した試料の歩留まりを向上
した定圧チャンバ等を提供することである。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
上記課題に対する解決策として、本発明では、内部が一定な真空圧力を有する試料室を定
圧チャンバにより包囲し、定圧チャンバに定圧チャンバ内の圧力を試料室の真空圧力が一
定に維持されるように調整するか、或いは大気圧より減圧した圧力で維持する圧力制御手
段を設けることを特徴とする。
【００２６】
即ち、試料を移動させるステージを内包し、試料位置の測長に使用される干渉計が取付け
られ、カラム、或いは投影光学系、或いは反射光学系を支持して、内部を一定の真空圧力
に保つ試料室を定圧チャンバにより包囲し、定圧チャンバ内の圧力を試料室内の真空圧力
を一定に維持するように調整する圧力制御手段を構成する。
【００２７】
或いは、試料を移動させるステージを内包し、試料位置の測長に使用される干渉計が取付
けられ、カラム、或いは投影光学系、或いは反射光学系を試料室で支持し、試料室内の真
空圧力を真空ポンプにより一定にし、定圧チャンバ内を試料室の真空圧力が一定に維持さ
れるように調整する圧力制御手段を定圧チャンバに設けて構成する。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態の理解を容易にするために第１の実施例として図１に示す電子線
描画装置の構成から説明する。
【００２９】
図１において、ベース６上に定圧チャンバ２が配置され、内部に試料室３を載せた定盤８
がマウント５により支持される。試料室３には試料１０を載置するステージ４が搭載され
、試料室３上方にカラム１を支持している。試料室３には干渉計２１が取付けられ、レー
ザ光学部品２３は試料室３に取付けられて構成される。定圧チャンバ２内の圧力は、内壁
に取付けられた圧力センサ６０の情報を基に、圧力制御手段８０により一定の圧力になる
よう制御される。
【００３０】
圧力制御手段８０については、気体排気ポンプ、大気導入用リークバルブ、エアコンプレ
ッサー等の流体用アクチュエータと、圧力センサ６０の情報を取込み、フィードバック信
号を各アクチュエータに与える制御部により構成される。
【００３１】
定圧チャンバ２に取付けられている予備排気室３０内には搬送装置３１とバルブ３２、大
気用バルブ３３が具備されており、予備排気室用ベローズ３０Ａを介して試料室３に接続
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されている。
【００３２】
また、定圧チャンバ２に取付けられている試料室排気用真空ポンプ４０は、試料室排気用
ベローズ４０Ａを介して試料室３と接続される。試料室３に支持されたカラム１は定圧チ
ャンバ２に包括され、カラム１とカラム排気用真空ポンプ５０との間をカラム排気用ベロ
ーズ５０Ａにより連結されている。
【００３３】
次に本構成の特徴について説明する。
【００３４】
本構造の特徴は、試料室３内の雰囲気と、定圧チャンバ２内の雰囲気と、大気の雰囲気が
隔離されていることである。このことにより、従来の構成で問題となった２つの項目（測
長誤差、マウント特性への影響）に対して、以下に示す効果が得られる。
【００３５】
測長誤差の軽減
本構成では、試料室３に加わる真空負圧は、定圧チャンバ２内の圧力と試料室３内の圧力
差、及び試料室３の表面積によって規定される。従って、定圧チャンバ２内の圧力がほぼ
大気と同じ大きさ（１００００Ｐａ程度）で制御されていると、試料室は従来の構成と同
等の変形を生ずる。
【００３６】
しかし、圧力制御手段８０により定圧チャンバ内の圧力を試料室３の変形を低減するよう
に圧力を制御し、図示しない装置の制御部に測長誤差を見込んだ試料位置の校正を実施す
る。校正により、校正後は大気圧の変動に関わらず定圧チャンバ２内及び試料室内の圧力
は一定に保持される為、カラム１、干渉計２１及びレーザ光学部品２３等が変形し難くな
り、試料１０に高精度の描画が可能となる。
【００３７】
また、定圧チャンバ２内の圧力を低真空（例えば１０Ｐａ程度）に保てば、大気圧（約１
００００Ｐａ）の１／１０００となる為、試料室３、及びカラム１に加わる真空負圧を従
来の構成に比べて１／１０００に低減できる。従って、装置の制御部に測長誤差を見込ん
だ試料位置の校正を実施しなくても、試料室３、及びカラム１の変形に起因する測長誤差
は大幅に低減される。
【００３８】
即ち、測長誤差を大幅に低減できる理由を図２により説明する。図２は縦軸の気圧Ｐ（Ｐ
ａ）と横軸の時間Ｔとの関係を示す特性図である。同図（Ａ）は大気圧Ｐ10（１０００Ｐ
ａ）の特性図Ａであり、同図（Ｂ）は試料室３内の真空圧力特性Ｂであり、同図（Ｃ）は
定圧チャンバ２内の圧力特性図Ｃである。
【００３９】
時間Ｔにおいて真空ポンプ５０の駆動を開始して、試料室３内の真空引きを開始した開始
時間Ｔ0から経過するに伴い真空特性Ｂは一定の真空圧力値Ｐ1（１０-4Ｐａ）になる。こ
の真空圧力値Ｐ1を校正値Ｔ1或いは基準値と称する。校正値Ｔ1の真空圧力は略一定であ
るから、試料室３が変形しても一定の変形状態で維持される。圧力制御手段８０により、
定圧チャンバ内の圧力を試料室３の真空圧力が一定に維持されように調整して、試料室３
の一定の変形状態を維持すると共に、校正値Ｔ1において、カラム１、干渉計２１、レー
ザ光学部品２３等の計測器の基準値として校正をする。
【００４０】
この結果、定圧チャンバ内の圧力を試料室３の真空圧力が一定に維持されように調整して
、試料室３の一定の変形状態を維持することにより、試料室３の変形は、定圧チャンバを
設けた分だけ少なく、試料室３の剛性を小さくしたり、或いは試料室３を薄くしたり、軽
くしたり、安くしたりすることができる。また小さい真空圧力値で試料室３の変形を保持
するから、変形量は更に小さく、測長誤差が少なくなり、パターンを試料１０に正確に描
くことができるようになり、パターンを形成した試料の歩留まりが大幅に向上した。
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【００４１】
更に校正値Ｔ1をカラム１、干渉計２１、レーザ光学部品２３等の計測器の基準値として
試料１０にパターンを形成できる。パターンの測長誤差が少なくなり、正確にパターンを
試料１０に描くことできるようになり、更にパターンを形成した試料１０の歩留まりが大
幅に向上した。
【００４２】
また校正値Ｔ1を決定したらこれを基準値として使用するので、従来のようにいちいち校
正値を変更する必要がなく、計測器等での変更作業がなくなり、測定作業が容易になった
。
２）マウントへの負荷軽減
試料室３とベローズ３０Ａ，及び４０Ａにより連通される予備排気室３０、及び試料室排
気用真空ポンプ４０の真空負圧は、試料室３内の圧力と、定圧チャンバ２内の圧力差、及
び各ベローズの面積によって規定される。定圧チャンバ２内の圧力が大気圧程度の場合、
マウント５に作用する真空負圧は、従来の構成と同程度の大きさである。
【００４３】
しかし、定圧チャンバ２内の圧力を大気圧以下に減圧することで、マウント５へ作用する
真空負圧の大きさは比例して減少する。例えば、定圧チャンバ内の圧力を試料室３の圧力
より低真空（例えば１０Ｐａ程度）に保てば、従来の構成に比べて１／１０００の真空負
圧となり、マウント５の制御特性に殆ど影響を及ぼさないまでに減少する。
【００４４】
このような低真空中に使用するマウントについては、受圧媒体、及び制御媒体がエア等の
流体を使用するマウントよりも、受圧媒体としては、流体の漏れなどリスクが無いバネ等
の機械的な弾性体の方が実装に適している。また、制御媒体としては、機械的なアクチュ
エータの方が実装容易であり、特に、リニアモータは可動部と固定部が非接触な為、制御
性が良い。
【００４５】
また、上記２）の改善効果以外では、次のような効果が挙げられる。
【００４６】
図５に示す従来の構成においては、カラム排気用真空ポンプ５０の振動を直接試料室３に
伝えないよう、定盤８に支持される架台５１に取付けていた。この場合、ポンプ保持用の
架台は大型化し、コストの増加並びに実装スペースの増加などデメリットが多い。
【００４７】
従来、試料室に直接真空ポンプを支持したい場合は、イオンポンプのような比較的振動の
少ない真空ポンプを採用する必要があった。但し、イオンポンプは排気速度が小さく、カ
ラムを高真空まで立上げる時間が長くなる欠点がある。
【００４８】
本発明の構成では試料室３と定圧チャンバ２は、予備排気室用ベローズ３０Ａ、及び真空
ポンプ用ベローズ４０Ａ，５０Ａにより接続されている為、振動的にほぼ絶縁されている
。よって、イオンポンプに限らず、比較的振動も大きいターボ分子ポンプ等も定圧チャン
バ２から直接支持することが可能であり、架台製作コストの低減、振動の絶縁、ターボ分
子ポンプの使用による立上げ時間の短縮を同時に達成できる。
【００４９】
即ち、図２（Ｂ）に示すように試料室３内が一定の真空圧力値Ｐ1を保持するために、圧
力制御手段８０により、図２（Ｄ）に示すように定圧チャンバ２内の圧力を試料室３の真
空圧力値Ｐ1を一定に維持するように大気圧Ｐ10以下の圧力Ｐ2（Ｐａ）に減圧する。
【００５０】
そうすると、圧力Ｐ2は大気圧Ｐ10に比べて、圧力特性Ｃの変動が少く、圧力制御手段８
０に使用するポンプでは加圧ポンプを必要とすることなく、減圧ポンプのみを使用すれば
よいから、圧力制御手段８０の構成を簡素化できる。また試料室３と定圧チャンバ２との
間を連通するベローズ３０Ａ，４０Ａに加わる応力は大気圧Ｐ10を使用した場合に比べて
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、小さくなった分だけ、ベローズ３０Ａ，４０Ａの寿命を延ばすことができる。圧力Ｐ2

の値は大気圧Ｐ10における値の１０分１以下の大きさである。１０分１以下であれば、圧
力特性の変動が少く減圧ポンプのみでよい。
【００５１】
尚、実施例１では電子線描画装置を例にしている為、カラムと表記したが、ステッパ、ス
キャナ等の装置においては、投影光学系、或いは反射光学系等の電子、光等のエネルギー
を照射する装置をカラムと置き換えて考えると同様の効果が得られる。以下、第２の実施
例及び第３の実施例についても同様である。
【００５２】
次に、図３に示す第２の実施例について説明する。
【００５３】
第１の実施例では定圧チャンバ２内の圧力を、大気圧から低真空までの雰囲気を想定して
いたが、第２の実施例では、低真空以下の雰囲気を想定した構成となっている。
【００５４】
以下、定圧チャンバ２を使用した装置について説明する。
【００５５】
ベース６上には、定盤８を支持するマウント５が配置され、定盤８上には試料室３が載置
される。試料室３には支持台２２が取付けられ、支持台２２上にはレーザ光学部品２３が
配置される。また、ベース６上には定圧チャンバ２が支持され、カラム１、マウント５、
及び支持台２２と各々カラム用ベローズ１Ａ、マウント用ベローズ５Ａ、支持台用ベロー
ズ２２Ａを介して接続される。定圧チャンバ２は定圧チャンバ用真空ポンプ６０により真
空排気され、内部は低真空から高真空までの雰囲気に保つことが可能となる。
【００５６】
ここで、本構成の特徴について説明する。
【００５７】
本構成では、定圧チャンバ２内の圧力を比較的真空度の高い雰囲気に、効率よく保つ為に
、定圧チャンバ２内の容積を抑えている。実施例１では、カラム１、マウント５、及びレ
ーザ光学部品２３を定圧チャンバ２内に配置していたが、本実施例ではそれらを大気中に
配置し、各々ベローズにより定圧チャンバ２と接続することで、内部の圧力を比較的容易
に減圧することが出来る。
【００５８】
本構成の効果は、定圧チャンバ２内の圧力を低真空以下（例えば１Ｐａ以下）に保てれば
良い為、実施例１で説明したような圧力制御手段８０の代わりに定圧チャンバ用真空ポン
プ６０を取付けている。
【００５９】
これにより、一定の圧力以下に定圧チャンバ２内の雰囲気を減圧出来れば、真空ポンプを
フィードバック制御する必要が無く、測長誤差、及びマウント特性への影響を大幅に低減
可能なことである。
【００６０】
但し、カラム１、マウント５、及びレーザ光学部品２３は大気中にある為、定圧チャンバ
２と接続されるカラム用ベローズ１Ａ、マウント用ベローズ５Ａ、及び支持台用ベローズ
２２Ａの面積分だけ、真空負圧が試料室３に加わる。よって、試料室の変形を小さくする
には、各ベローズの面積を出来るだけ小さくする必要がある。また、カラム排気用真空ポ
ンプ５０によるカラム１への真空負圧は、従来の構成と同じである為、カラムの変形（倒
れ）を抑える為には、カラムと試料室の取付け部の剛性を高くする必要がある。
【００６１】
一方、マウント５については、大気中にある為、受圧媒体、及びアクチュエータには制約
が無く、エア等の流体を使用できる。
【００６２】
第３の実施例については、試料室で試料を１個又は少数個を実験等で使用する場合には、
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試料室を定圧チャンバで包囲し、試料室と定圧チャンバとの間に設けたベローズにより試
料を供給及び排出するか、予め試料室内に試料を配置しておいても良い。
【００６３】
このように、本発明の実施例では、カラムは試料に電子線，光，レーザ等のエネルギーを
照射する照射装置である。照射装置として例えば前述の電子線描画装置、レーザ加工装置
、露光装置である。この装置は高精度な露光、又は検査が可能である。また試料室で試料
を１個又は少数個を実験等で使用する場合には、予備排気室は必ずしも必要としない。
【００６４】
【発明の効果】
以上のように、本発明によれば、定圧チャンバ内の圧力を試料室の真空圧力が一定に維持
されように調整して、試料室の一定の変形状態を維持することができる。これにより、試
料室３の変形が少ないだけ、パターンを試料に正確に描くことができるようになり、パタ
ーンを形成した試料の歩留まりが大幅に向上する。更に、校正値を基準値として使用する
ので、計測器等での校正作業が容易になった。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施例１に係わる定圧チャンバを使用した電子線描画装置の側面図。
【図２】図１の電子線描画装置における圧力と時間の関係を示す圧力特性図。
【図３】本発明の実施例２に係わる定圧チャンバを使用した電子線描画装置の側面図。
【図４】従来例の電子線描画装置を示す側面図。
【図５】図４の電子線描画装置における問題点を示す説明図。
【図６】図４の電子線描画装置における問題点を示す説明図。
【図７】図４の電子線描画装置における問題点を示す説明図。
【図８】従来例の試料室を使用した電子線描画装置の側面図。
【符号の説明】
１…カラム、１Ａ…カラム排気用ベローズ、２…定圧チャンバ、３…試料室、３Ａ…蓋、
４…ステージ、５…マウント、５Ａ…マウント用ベローズ、６…ベース、７…本体架台、
８…定盤、９…床、１０…試料、２０…ミラー、２１…干渉計、２２…支持台、２２Ａ…
支持台用ベローズ、２３…レーザ光学部品、２４…透過ガラス、２５…リファレンスミラ
ー、３０…予備排気室、３０Ａ…予備排気室用ベローズ、３１…搬送装置、３２…バルブ
、３３…大気バルブ、３４…予備排気室用架台、４０…試料室排気用真空ポンプ、４０Ａ
…試料室排気用ベローズ、４１…配管、５０…カラム排気用真空ポンプ、５０Ａ…カラム
排気用ベローズ、５１…架台、６０…圧力センサ、７０…真空ポンプ用架台、８０…圧力
制御手段。
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